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บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสาํคัญ 

เทคโนโลยีฟลมบางแสงเริ่มมีบทบาทกับมนุษยทั้งทางตรงและทางออมมากยิ่งขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากการเคลือบฟลมบางแสงในเสนใยนําแสงสําหรับงานทางดานอุปกรณโทรคมนาคม หรือการ
นําฟลมบางแสงไปประยุกตใชทางดานพลังงาน เชน เซลลพลังงานแสงอาทิตย  หรือประยุกตใช
ทางดานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตโดยเคลือบฟลมบนกระจกเพื่อปองกันหมอกฝาขณะฝนตก 
นอกจากนี้เทคโนโลยีฟลมบางแสงที่สามารถสัมผัสไดมากที่สุด ก็คือ การเคลือบฟลมบนเลนสแวนตา
เพื่อปองกันการสะทอนแสง (Anti- reflection coating) โดยการออกแบบฟลมสําหรับการปองกันการ
สะทอนแสง จะคํานึงถึงคาดัชนีหักเหและความหนาของแตละชั้นฟลม ทั้งนี้ การวิเคราะหความหนา
ของฟลมโดยทั่วไปสามารถทําไดหลายวิธี เชน การวิเคราะหดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด (Field emission scanning electron microscopy: FE-SEM)   การวิเคราะหดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบทะลุผาน (Transmission electron microscopy :TEM)  การวิเคราะหดวย
กลองจุลทรรศนแบบใชแรงอะตอม ( Atomic force microscopy: AFM) หรือการวิเคราะหโดยใช
เทคนิคทางแสง (Spectrophotometry) เปนตน 

ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติทางแสงและทางโครงสรางของฟลมบางเซอรโคเนียม 
ไดออกไซด  ซึ่งเปนฟลมออกไซดชนิดหนึ่งที่สามารถประยุกตใชงานทางดานฟลมบางทางแสงไดอยาง
กวางขวาง ไมวาจะเปนการเคลือบกันการสะทอนบนเลนสแวนตา เคลือบเพื่อประหยัดพลังงานบน
กระจกอาคาร หรือ เปนอุปกรณอิเล็กโตรออปติกจําพวกจอแสดงผลบนโทรศัพทมือถือ เปนตน การ
ออกแบบอุปกรณทางแสงเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทราบคาคงที่
ทางแสงอยางถูกตอง ไดแก คาดัชนีหักเห คาชองวางพลังงาน คาการสะทอน คาการสงผาน และคา
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ความหนาของฟลม ในการหาคาตัวแปรตางๆ ดวยความแมนยําจําเปนตองอาศัยเครื่องมือและวิธีการ
ในการวิเคราะหที่เหมาะสม  

ปจจุบันการวิเคราะหสมบัติทางแสงของฟลมบางเพื่อหาคาคงที่ทางแสงดวยเทคนิคสเปก
โตรสโคปกอีลิปโซเมทรี (Spectroscopic ellipsometry: SE) นั้นไดรับความนิยมเนื่องจากเปนวิธีที่ไม
ทําลายชิ้นงานและสามารถวิเคราะหฟลมบางที่มีความหนาตั้งแต 5 นาโนเมตร ข้ึนไป โดยสามารถ
วิเคราะหคาคงที่ทางแสงไดอยางรวดเร็วและแมนยํา นอกจากนี้ยังสามารถทราบลักษณะทาง
โครงสรางของฟลมบางได และอีกเทคนิคหนึ่งที่นิยมนํามาใชคือ เทคนิคสเปกโตโฟโตเมทรี ซึ่งเปนอีก
เทคนิคที่ไมทําลายชิ้นงานและยังสามารถหาคาคงที่ทางแสงไดแมนยํา โดยการหาคาคงที่ทางแสงดวย
เทคนิคนี้ฟลมที่นํามาวิเคราะหมีความจําเปนที่จะตองมีความหนาตั้งแต 400 นาโนเมตร ข้ึนไป สําหรับ
ในงานวิจัยนี้ จะขอนําเสนอการวิเคราะหความหนาและสมบัติทางแสงของฟลมเซอรโคเนียมได
ออกไซดดวยเทคนิคสเปกโตรสโคปกอีลิปโซเมทรีและเทคนิคสเปกโตโฟโตเมทรี 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อวิเคราะหสมบัติทางแสงและทางกายภาพของฟลมบางเซอรโคเนียมไดออกไซด
ที่เตรียมดวยปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีแอคทีฟแมกนีตรอน สปตเตอริง และวิธีระเหยสาร โดยทําการ
วิเคราะหดวยเทคนิคสเปกโตรสโคปกอีลิปโซเมทรีและเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรี 

1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการเคลือบฟลมเซอรโคเนียมไดออกไซดดวยวิธีสปตเตอริง 

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหสมบัติทางแสงของฟลมเซอรโคเนียมไดออกไซด
ดวยเทคนิคสเปกโตรสโคปกอีลิปโซเมทรีกับเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรี 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

ศึกษากระบวนการวิเคราะหความหนาและสมบัติทางแสงของฟลมบางเซอรโคเนียมได
ออกไซดที่เตรียมดวยวิธีรีแอคทีฟ แมกนีตรอน สปตเตอริง ดวยเทคนิคสเปกโตรสโคปกอีลิปโซเมทรี
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และเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรี และวิเคราะหความหนาและสมบัติทางแสงของฟลมบางเซอรโคเนียม
ไดออกไซดที่เตรียมดวยวิธีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยความรอน ดวยเทคนิคสเปกโตรสโคปกอี
ลิปโซเมทรี  โดยศึกษาสมบัติทางแสงในชวงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็น ชวงรังสีอินฟราเรดใกล
และชวงรังสีอัลตราไวโอเลต  และนําความรูในการวิเคราะหสมบัติทางแสงของฟลมบางเซอรโคเนียม
ไดออกไซดไปวิเคราะหสมบัติทางแสงของฟลมที่เคลือบเพื่อปองกันการสะทอนแสงที่เตรียมดวยวิธี
ระเหยสารจากโรงงานอุตสาหกรรมเลนสแวนตา 

1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 

1.4.1 กอใหเกิดความรูและความเขาใจในหลักการใชเครื่องสเปกโตรสโคปกอีลิปโซมิเตอร
และเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร  

1.4.2 สามารถวิเคราะหสมบัติทางแสงและทางกายภาพของฟลมเซอรโคเนียมไดออกไซด
ที่ถูกเตรียมดวยวิธีตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4.3 สามารถเตรียมฟลมและเขาใจในกระบวนการเตรียมฟลมเซอรโคเนียมไดออกไซด
ดวยวิธีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยความรอนและวีธีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปตเตอริงได 

1.4.4 สามารถนําองคความรูไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรมได 

1.5 คําสําคัญของวิทยานิพนธ 

1.5.1 Spectroscopic ellipsometry (SE): สเปกโตรสโครปกอิลิปโซเมทรี 

1.5.2 Spectrophotometry: สเปกโตรโฟโตเมทรี 

1.5.3 Zirconium dioxide film: ฟลมเซอรโคเนียมไดออกไซด 

1.5.4 Thermal oxidation: ปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยความรอน 

1.5.5 Reactive magnetron sputtering: รีแอคทีฟแมกนีตรอน สปตเตอริง 
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